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ABSTRACT 

 基板処理装置  
 基板処理装置は、基板を研磨する研磨部と、研磨前の基板を前記研磨部へ搬送する搬送部と、研磨後の基板を洗浄する洗浄部と、を備える。洗浄部は、上下二段に配置された第１洗浄ユニットおよび第２洗浄ユニットを有している。第１洗浄ユニットおよび第２洗浄ユニットは、それぞれ、直列に配置された複数の洗浄モジュールを有している。搬送部は、第１洗浄ユニットと第２洗浄ユニットとの間に配置され、研磨前の基板を複数の洗浄モジュールの配列方向に沿って搬送するスライドステージを有している。  
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